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摘要(译)

本发明公开了一种发光装置，阵列基板，显示装置及发光装置的制造方
法。发光装置包括基板和设置在基板上的像素限定层，像素限定层限定
至少一个像素单元，每个像素单元包括多个第一电极，设置在多个第一
电极上的有机层，和设置在有机层上的第二电极。本发明提供的发光装
置，阵列基板，显示装置及制造方法，可使第一电极上形成的有机层薄
膜具有良好的平整度，并使不同第一电极上的有机层部分基本上具有因
此，改善了发光器件中有机层的形成膜的相同厚度，平坦度和均匀性，
并且进一步提高了发光器件的显示质量。
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